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ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗДЕФЕКТНЫХ ПОКРЫТИЙ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ ВЫСКОИОНИЗИРОВАННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ, НЕСОДЕРЖАЩИХ МИКРОКАПЕЛЬНОЙ ФАЗЫ.
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Широко распространённым сегодня методам вакуумной ионно-плазменной технологии на основе дугового разряда, горящего в катодных микропятнах присущ ряд недостатков – низкая энергетическая эффективность генерации, наличие в продуктах испарения микрокапельной фазы, которая является причиной возникновения дефектов наносимого покрытия, что ограничивает возможности применения данного метода.

Предлагается вакуумно-дуговой  источник плазмы, позволяющий получать, в отличие от источников с «холодным» катодом, бездефектные покрытия из потоков высокоионизированной плазмы, не содержащих микрокапельную фазу. Источник представляет собой коаксиальную систему электродов. Внутренний электрод является расходуемым и работает в «горячем» режиме с распределённой привязкой [1]. Распределённая привязка на центральном электроде позволяет осуществлять генерацию потоков безкапельной плазмы, которую можно использовать для большинства задач точного машиностроения. Приводятся исследования вольт-амперных и генерационных характеристик разработанного устройства, а также исследование наносимых покрытий. Проведённые исследования показали, что данный метод позволяет формировать на поверхности изделий покрытия с плотной беспористой структурой и высокой  адгезией.
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